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硒化锌基底上减反射膜的镀制
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摘 要!硒化锌是红外光学系统中常用的材料-由于该材料的透过率比较低-并且比较软-因此需
要镀制适当膜层以增加其透过率和机械强度0介绍了一种在硒化锌基底上镀制减反射膜的方法-
该方法采用离子源辅助沉积的方法蒸镀硫化锌-并把它作为与硒化锌的结合层1采用共蒸发技术
蒸镀$种不同的材料-并把它作为低折射率和保护层材料0最后得到的膜系满足环境稳定标准和
强度标准-并且在,234+23波段范围内的平均透过率可以达到5&60
关键词!红外光学系统1减反射膜1离子源辅助沉积1共蒸发技术
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引言

硒化锌是红外光学系统中常用的重要材料之

一-具有很好的机械特性和宽光谱’#j+234
$#23(透光光学特性0但是-由于该材料的硬度和
透过率’在r23处的透过率st.#6(都相对比较
低-因此既能够增透又能够抵御一定的外力冲击-
这是提高其应用范围的关键0加之可应用在红外区
域中的镀膜材料不多-而且一般的镀膜材料与其结
合不牢-这些都限制了其应用0为此我们提出了一

种可以在硒化锌基底上沉积优质减反射膜的工艺-
该工艺不但可以减少硒化锌表面的反射损失-而且
膜层牢固-抗摩擦能力强-有一定的保护作用0本文
论述了既满足光谱特性-又具有一定的牢固度的硒
化锌基底上的减反射膜设计和工艺0

" 原理
离子辅助沉积’M9u(是在真空热蒸发的基础

上发展起来的一种辅助沉积方法0当膜料从电子束
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加热蒸发源蒸发时!淀积粒子在基板表面不断受到
来自离子源荷能离子的轰击!通过动量转移!使淀
积粒子获得较大的动能"这一简单的过程使得薄膜
生长发生了根本的变化!从而使薄膜的性能得到了
改善"我们提出的工艺!采用离子源辅助沉积方法
蒸镀硫化锌!并将其作为与硒化锌基底的结合层!
通过离子轰击为到达基板的硫化锌粒子提供足够

的动能!提高了淀积粒子的迁移率!从而使膜层聚
集密度增加"同时离子源辅助沉积方法!还可使表
面吸附较弱的淀积粒子被溅射和膜内空隙通过轰

击塌陷而被填充等作用"
设计要求在 #$%&’$%的波长范围内使平

均透过率()*+,!在该膜系设计中我们采用双层

增透膜!即在硒化锌基片上先镀一层 -./0
厚的折射

率为12的膜层!这时对于波长/0来说!薄膜和基底

的组合系统可以用一个折射率为34
122
15
的假想基

片来等价6-728"显然!当12915时!有3915!也就是

说!在硒化锌基片上先镀上一层低折射率的 -./0
厚

的膜层后!基片的折射率好象从15减小到
122
15!
然后

镀上 -
./0
厚的另外一种折射率为 1-: 3;1< 04

=122>1#?1< 0的材料!则在中心波长 /0处有 @4

122A12-15
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2 膜系设计
该工艺的难点在于采用什么样的工艺才能使

膜层沉积在硒化锌基底上不脱落!以及用什么样的
材料才能使膜层与膜层间的应力最小!而且还能够
达到理论增透效果"文献628用氟化钡E硒化锌和氟
化钇#种材料设计的膜系=平均透过率大于*+,?!
但这种方法设计出来的薄膜相对比较软"为了改进
薄膜的机械强度!经过多次实验!最终选择离子辅
助沉积硫化锌作高折射率层!2种材料共蒸发产生
的材料F做低折射率层来完成工艺"考虑到材料在
不同蒸镀条件下的折射率有所不同!我们先在北仪

GGHI7--00G型镀膜机上进行材料实验"由在锗上
镀单层GJH薄膜后测得的光谱曲线可以计算出硫
化锌在.$%处的折射率为1GJH42K2"同样的方法
计算出材料F在.$%处折射率1F4-K#’的理论
曲线如图-所示"

图- 透过率设计曲线
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# 工艺实现
该工艺是在北仪 GGHI7--00G型镀膜机上实

现的!沉积前我们选择的真空度为’]-0A. _̂"针
对硒化锌与其他材料结合时应力太大的缺点!我们
在镀膜前向真空室内充氩气!并调解流量计使真空
度保持在*]-0A. _̂左右!用离子源对硒化锌基底
轰击 ‘%aJ!以增强基底的活性!然后再沉积 GJH
=GJH采用电子束蒸发技术沉积?"采用共蒸发的方
法沉积混合料F!蒸发材料的纯度均为**K**,"基
片选用直径为20%%!厚度为2%%的双面抛光硒
化锌平片!基片在行星架上旋转并用辐射加热器加
热!加热温度为200b"

. 结果分析
比较图-和图2!我们发现理论曲线与设计的

曲线存在一定的差距!这是因为在设计的时候没有
考虑基底的吸收"由于不同厂家生产的硒化锌晶体
的吸收系数不一样!所以在设计的时候没有计算
吸收"

图2 测试结果
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通过反复实验!我们发现!混合料应力的大小

是随混合物的比例和蒸发温度的变化而发生变化
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的!因此适当的混合物比例和蒸发温度是完成该膜
系的关键"

参考文献#

$%& 唐晋发!顾培夫!刘旭!等’现代光学薄膜$(&’杭

州#浙江大学出版社!)**+’

$)& 李云奇’真空镀膜技术与设备设计安装及操作维护

实用手册$(&’北京#化学工业出版社!)**+’

$,& 潘永强!朱昌’硒化锌基底 -./0%)./高效高稳

定性减反射膜的研究$1&’红外!)**23%*4#%5,’

$2& 赵洪范’对红外-./0%)./反射膜的探讨$1&’应

用光学!%66,!%23%4#2,527’

$7& 周九林!尹树百!译’光学薄膜技术$(&’北京#国

防工业出版社!%682’

98%9第)6卷3增刊4 师建涛!等#硒化锌基底上减反射膜的镀制


